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= (54) Titie: METHOD FOR PREPARING ANISOTROPIC SILICA AGGREGATES 
^ (54) litre : PROCEDE DE PREPARATION D'AGREGATS ANISOTROPES DE SILICE 

^= (5*3^ Abstract: The invention concerns a method for preparing anisotropic silica aggregates comprising the following steps: a) 
contacting at least one polymer with non-aggregated silica particles and/or highly dispersed in an aqueous medium, with a ratio R, 
polymer weight to silica particle surface, ranging between 0.03 and 2 mg/m^ and whereof the electrostatic value of the silica particle 
surface is not less than the value of the charge of the silica particle surface measured in an aqueous phase without added salts at a pH 
not less than 7; b) consolidating the aggregates obtained at step a) either by heat treatment, or by precipitation of a mineral compound. 
The invention also concerns a silica aggregate comprising a chaining of elementaiy particles whereof the number of particles ranges 
between 5 and 15, whereof 80 % of elementary particles are in contact with not more than 2 particles and whereof the greatest 
distance measurable between 2 points of the aggregate is not more than 5 times the average size of one elementary particle. 
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(57) Abrege : Linvention a pour objet un proc6d6 de preparation d'agr^gats anisotropes de silice qui comprend les aapes suivantes : 
a) on met en contact au moins un polym^re avec des particules de silice non agr6g6es et/ou repr^sentant un haut degi^ de dispersion 
en milieu aqueux, avec un rapport R, masse de polym^re rapportee h la surface des particules de silice, compris entre 0,02 et 2mg/m2 
et dont la valeur de la charge 61ectrostatique de la surface des particules de silice est sup^rieure ou 6gale k la valeur de la chaise des 
particules de silice mesur6e dans une phase aqueuse sans sels ajout^s k un pH sup^rieur ou 6gal ^ 7 ; b) on consolide les agi^gats 
obtenus k I'etape a) soit par un traitement thermique. soit par precipitation d'un compose mineral. L'invention a dgalement pour objet 
un agrggat de silice comprenant un enchainement de particules 616mentaires de silice dont le nombre de particules est compris entre 
5 et 15, dont au moins 80% des particules ^lementaires sont en contact avec au plus 2 particules et dont la plus giande distance 
mesurable entre 2 points de I'agr^gat est inf^rieure ou 6gale k 5 fois la taille moyenne d'une particule ^ementaire. 
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